
Uchwa1a nr 251IXLVIII/2015 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 28 stycznia 2015 L 

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie aparatury badawczej do Centrum Zaawansowanych 
Materia16w i Technologii CEZAMAT 

§ 1 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzia1aj'lc na podstawie § 45 ust. 3 pkt 6 lit. a oraz § 129 
Statutu PW w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 L - Prawo 0 szkolnictwie 
wyzszym (Dz. U. z 2012 L, poz. 572 z p6Zn. zm.), wyraza zgody na nabycie nastypuj'lcej 
aparatury badawczej, 0 wartosci przekraczaj'lcej 1 mIn zl, na potrzeby powstaj'lcych 
w Laboratorium Centralnym CEZAMAT pracowni, z projektu "Fotonika i Technologie 
Terahercowe - Rozw6j Wydzia1owego Centrum Badawczego" wsp61finansowanego 
ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(POIG.02.01.00-14197109) : 

1. 	 System do PECVD dedykowany do tlenko-azotk6w; 

2. 	 System do nanoszenia warstw metalicznych - magnetron; 

3. 	 System do mokrego trawienia Al na p1ytkach 150 i 200 mm metod'l natryskow'l; 

4. 	 System do mokrego trawienia Si02 na p1ytkach 150 i 200 mm metod'l natryskow'l; 

5. 	 Stanowisko do anizotropowego trawienia krzemu w KOH lub TMAH na p1ytki 
od 100 mm do 200 mm; 

6. 	 Zestaw urz'ldzen do proces6w fotolitograficznych, na kt6ry sk1adaj'l siy: 

a. 	 System do rycznego centrowania i naswietlania p1ytek od 100 mm do 200 mm 
z mozliwosci'l BSA; 

b. 	 Wir6wka do nanoszenia emulsji na p1ytki do 100 mm; 

c. 	 Wir6wka do wywo1ywania emulsji na p1ytkach do 100 mm; 

d. 	 Wir6wka do suszenia p1ytek do 100 mm; 

e. 	 Hot plate do wstypnego suszenia emulsji na p1ytkach do 100 mm; 

f. 	 Hot plate do hartowania emulsji na p1ytkach do 100 mm; 

g. 	 System do czyszczenia masek fotolitograficznych; 

h. 	 Dedykowane tracki do obr6bki emulsji; 

1. 	 Zestaw do usuwania emulsji na mokro; 

J. 	 Dygestoriurnlwet bench do rycznego wywo1ywanialp1ukanialobr6bki emulsji. 



7. 	 Mikroskop SEM do pomiar6w CD i obserwacji jakosci odwzorowania w skali 
nanometrowej wraz z kompatybilnym mikroskopem do kontroli CD i jakosci 
odwzorowania ksztalt6w na plytki do 200 mm; 

8. 	 Urz,!dzenie do centrowania i naswietlania wi,!zk,! elektronow,! (elektronolitografia). 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu 	 Rektor 
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